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(57)【要約】
【課題】撮像領域に、均一な光を照射することができる
光源モジュールを提供する。
【解決手段】
　上面に発光面を備える光源と、発光面の中心を回転軸
とするレンズ部を含む導光部材と、を備える光源モジュ
ールであって、レンズ部は、光源の発光面と対向し光源
からの光が入射される凹状の入射面と、入射面の外側に
配置され入射面から入射された光の一部を反射する反射
面と、入射面から入射された光の一部及び反射面で反射
された光を外部に出射する出射面と、を備え、入射面は
、回転軸を含む断面において、上側に位置する上側入射
領域と、上側入射領域よりも下側に位置する下側入射領
域と、を備え、下側入射領域は回転軸に対して２回対称
であり、下側入射領域は、第１下側入射領域と、第１下
側入射領域から４５度回転した位置にある第２下側入射
領域と、を備え、第２下側入射領域の高さは、第１下側
入射領域よりも高い、光源モジュール。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上面に発光面を備える光源と、
　前記発光面の中心を回転軸とするレンズ部を含む導光部材と、
を備える光源モジュールであって、
　前記レンズ部は、前記光源の発光面と対向し前記光源からの光が入射される凹状の入射
面と、前記入射面の外側に配置され前記入射面から入射された光の一部を反射する反射面
と、前記入射面から入射された光の一部及び前記反射面で反射された光を外部に出射する
出射面と、を備え、
　前記入射面は、回転軸を含む断面において、上側に位置する上側入射領域と、前記上側
入射領域よりも下側に位置する下側入射領域と、を備え、
　前記下側入射領域は前記回転軸に対して２回対称であり、
　前記下側入射領域は、第１下側入射領域と、前記第１下側入射領域から４５度回転した
位置にある第２下側入射領域と、を備え、
　前記第２下側入射領域の高さは、前記第１下側入射領域よりも高い、光源モジュール。
【請求項２】
　前記第２下側入射領域の高さは、前記第１下側入射領域の高さの１２０％～２００％で
ある、請求項１記載の光源モジュール。
【請求項３】
　前記第１下側入射領域の中心角は、前記第２下側入射領域の中心角よりも大きい、請求
項１又は請求項２に記載の光源モジュール。
【請求項４】
　前記第１下側入射領域と水平面とがなす角度は、７０度～９０度である、請求項１～請
求項３のいずれか１項に記載の光源モジュール。
【請求項５】
　前記第２下側入射領域と水平面とがなす角度は、７０度～９０度である、請求項１～請
求項４のいずれか１項に記載の光源モジュール。
【請求項６】
　前記下側入射領域と水平面とがなす角度は、前記上側入射領域と水平面とがなす角度よ
りも大きい、請求項１記載の光源モジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、光源モジュールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）などの光源から出射された光の
配光特性を制御するレンズ等を備えた光源モジュールが知られている。
【０００３】
　このような光源モジュールは、例えば、カメラ用照明としてスマートフォンなどに搭載
されている。カメラの撮像領域は一般的に四角形であるため、光源モジュールからの光が
四角形状に照射されるようなレンズが検討されている（例えば特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－２０９１５８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　カメラの撮像領域において、より均一な光が照射されることが求められている。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の実施形態は、以下の構成を含む。
　上面に発光面を備える光源と、発光面の中心を回転軸とするレンズ部を含む導光部材と
、を備える光源モジュールであって、レンズ部は、光源の発光面と対向し光源からの光が
入射される凹状の入射面と、入射面の外側に配置され入射面から入射された光の一部を反
射する反射面と、入射面から入射された光の一部及び反射面で反射された光を外部に出射
する出射面と、を備え、入射面は、回転軸を含む断面において、上側に位置する上側入射
領域と、上側入射領域よりも下側に位置する下側入射領域と、を備え、下側入射領域は回
転軸に対して２回対称であり、下側入射領域は、第１下側入射領域と、第１下側入射領域
から４５度回転した位置にある第２下側入射領域と、を備え、第２下側入射領域の高さは
、第１下側入射領域よりも高い、光源モジュール。
【発明の効果】
【０００７】
　以上により、カメラの撮像領域に、均一な光を照射することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１Ａ】実施形態に係る光源モジュールの一例を示す概略平面図である。
【図１Ｂ】図１Ａに示す光源モジュールのＩＢ－ＩＢ線における概略断面図である。
【図１Ｃ】図１Ａに示す光源モジュールのＩＣ－ＩＣ線における概略断面図である。
【図１Ｄ】図１Ａに示す光源モジュールのＩＤ－ＩＤ線における概略断面図である。
【図１Ｅ】図１Ｂに示す光源モジュールの変形例を示す概略断面図である。
【図１Ｆ】図１Ｃに示す光源モジュールの変形例を示す概略断面図である。
【図１Ｇ】図１Ｄに示す光源モジュールの変形例を示す概略断面図である。
【図２Ａ】実施形態に係るカバー部材の一例を示す概略斜視図である。
【図２Ｂ】図２Ａに示すカバー部材の概略下面図である。
【図３】実施形態に係るレンズ部の一例を示す概略下面図である。
【図４Ａ】図１Ｂに示すレンズ部を拡大した概略断面図である。
【図４Ｂ】図１Ｃに示すレンズ部を拡大した概略断面図である。
【図４Ｃ】図１Ｄに示すレンズ部を拡大した概略断面図である。
【図５Ａ】図１Ｂに示すレンズ部を拡大した概略断面図である。
【図５Ｂ】図１Ｃに示すレンズ部を拡大した概略断面図である。
【図５Ｃ】図１Ｄに示すレンズ部を拡大した概略断面図である。
【図６Ａ】図５Ａ～図５Ｃに示すレンズ部のＶＩＡ－ＶＩＡ線における概略端面図である
。
【図６Ｂ】図５Ａ～図５Ｃに示すレンズ部のＶＩＢ－ＶＩＢ線における概略端面図である
。
【図７Ａ】実施形態に係る光源の一例を示す概略斜視図である。
【図７Ｂ】実施形態に係る光源の一例を示す概略斜視図である。
【図７Ｃ】図８に示す光源のＶＩＩＣ－ＶＩＩＣ線における概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明を実施するための形態を、以下に図面を参照しながら説明する。ただし、以下に
示す形態は、本発明の技術思想を具体化するための光源モジュールを例示するものであっ
て、本発明は、光源モジュールを以下に限定するものではない。構成部品の寸法、材質、
形状、その相対的配置等は、特定的な記載がない限り、本発明の範囲をそれのみに限定す
る趣旨ではなく、例示することを意図したものである。各図面が示す部材の大きさや位置
関係等は、理解を容易にする等のために誇張している場合がある。また、各図面はわかり
やすさを考慮して一部の図を省略して図示する場合がある。
【００１０】
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　以下の説明では、レンズ部の回転軸Ｃと平行な方向を上下方向（Ｚ方向）とし、上方向
を＋Ｚ方向、下方向を－Ｚ方向とする。光源モジュールの発光面（光取り出し面）は、＋
Ｚ方向に位置する。また、Ｚ方向に直交するＸＹ平面において、横方向（Ｘ方向）と、横
方向に直交する縦方向（Ｙ方向）として説明する。さらに、平面視において回転軸Ｃから
みて＋Ｘ方向（右方向）を０度方向、＋Ｙ方向（上方向）を９０度方向、－Ｘ方向（左方
向）を１８０度方向、－Ｙ方向（下方向）を２７０度方向として説明する。また、回転軸
Ｃを含む断面のうち、０度方向及び１８０度方向に位置する断面を０度断面、４５度方向
、１３５度方向、２２５度方向、３１５度方向に位置する断面を４５度断面、９０度方向
、２７０度方向に位置する断面を９０度断面として説明する。０度断面はＸ軸を含む断面
であり、９０度断面はＹ軸を含む断面である。
【００１１】
　また、レンズ部の各面（入射面、反射面、出射面）と水平面（ＸＹ平面）との間の角度
を、各面の傾斜角とする。また、これらの各面が回転軸Ｃを含む断面において曲面である
場合、それぞれの上端及び下端を結ぶ直線を仮想面として規定し、その仮想面と水平面又
は垂直面とのなす角度を、その曲面の傾斜角とする。
【００１２】
　図１Ａは、実施形態に係る光源モジュール１０００の一例を示す概略平面図である。図
１Ｂは図１ＡのＩＢ－ＩＢ線における概略断面図（０度断面）、図１Ｃは図１ＡのＩＣ－
ＩＣ線における概略断面図（４５度断面）、図１Ｄは図１ＡのＩＤ－ＩＤ線における概略
断面図（９０度断面）である。図２Ａ、図２Ｂは、図１Ａ等に示す光源モジュール１００
０に用いられるカバー部材２００を入射面側から見た下面図及び斜視図である。図３はカ
バー部材２００の一部を構成する導光部材３００を入射面側から見た下面図である。図４
Ａ、図５Ａ、は、図１Ｂの一部を拡大した図であり、図４Ｂ、図５Ｂは、図１Ｃの一部を
拡大した図であり、図４Ｃ、図５Ｃ、は、図１Ｄの一部を拡大した図である。
【００１３】
　光源モジュール１０００は、光源１００と、光源１００の上方（＋Ｚ方向）に配置され
る導光部材３００と、を備える。光源１００は、上面に発光面１１０を備える。導光部材
３００は配光制御可能なレンズ機能を備えたレンズ部３１０を含む。導光部材３００のレ
ンズ部３１０は、発光面１１０の直上に位置するように配置されており、かつ、発光面１
１０の中心をレンズ部３１０の回転軸Ｃとしている。レンズ部３１０の回転軸Ｃは、レン
ズ部３１０の光軸でもある。図１Ａ等に示す例では、光源１００の光軸（中心）とレンズ
部３１０の回転軸Ｃとは一致していている。ただし、光源１００の光軸とレンズ部３１０
の回転軸Ｃとは、必ずしも一致していなくてもよい。
【００１４】
　レンズ部３１０は、光源１００の発光面１１０と対向し光源１００からの光が入射され
る凹状の入射面３２０を備える。レンズ部３１０は、入射面３２０の外側に配置される反
射面３６０を備える。反射面３６０は入射面３２０から入射された光の一部を反射する面
である。レンズ部３１０は、さらに出射面３７０を備える。出射面３７０は、入射面３２
０から入射された光の一部と、反射面３６０で反射された光を外部に出射する面である。
【００１５】
　レンズ部３１０の入射面３２０は、回転軸Ｃを含む断面において、上側に位置する上側
入射領域３３０と、上側入射領域３３０より下側に位置する下側入射領域３４０と、を有
する。下側入射領域３４０は回転軸Ｃに対して２回対称（１８０度回転対称、２回回転対
称とも称する）である。図３に示す平面図において、レンズ部３１０の下側入射領域３４
０は、Ｘ軸に対して線対称（上下対称）であり、かつ、Ｙ軸に対して線対称（左右対称）
である。
【００１６】
　図４Ａは０度断面における断面図であり、第１下側入射領域３４１を含む。図４Ｂは、
４５度断面における断面図であり、第２下側入射領域３４２を含む。図４Ｃは、９０度断
面における断面図であり、第３下側入射領域３４３を含む。そして、第２下側入射領域３
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４２の高さＴ２は、第１下側入射領域３４１の高さＴ１よりも高い。なお、ここでの高さ
は、それぞれの下側入射領域の下端及び上端の間の垂直距離を指す。
【００１７】
　実施形態に係る光源モジュール１０００の導光部材３００のレンズ部３１０は、光源１
００からの光が入射される凹状の入射面３２０が、上側入射領域３３０と下側入射領域３
４０とを備えている。上側入射領域３３０から入射された光は、主として出射面３７０に
向けて進行し、レンズ部３１０の回転軸Ｃを含む方向、すなわち、光源１００の上方に向
けて出射される。下側入射領域３４０から入射された光は、主として反射面３６０に向け
て進行し、反射面３６０で反射された後、出射面３７０から、レンズ部３１０の回転軸Ｃ
から広がる方向（外方向）に向けて出射される。つまり、入射面３２０を上側と下側とに
分けることで、そのまま出射面３７０から出射される光と、反射面３６０を介して出射面
３７０から出射される光と、に分けている。これにより、全ての出射光を制御して、効率
よく撮像領域を均一に照射することができる。
【００１８】
　さらに、下側に位置する下側入射領域３４０を、９０度方向に位置する第１下側入射領
域３４１と、そこから４５度回転した４５度方向に位置する第２下側入射領域３４２との
高さを変えることで、これらの面に入射される光の量を調整している。詳細には、４５度
方向に位置する第２下側入射領域３４２の高さＴ２が、９０度方向に位置する第１下側入
射領域３４１の高さＴ１よりも高くすることで、第２下側入射領域３４２に入射される光
の量を、第１下側入射領域３４１に入射される光の量よりも多くすることができる。その
ため、第２下側入射領域３４２から入射された後、第２反射領域３６２で反射され、その
後出射面３７０から出射される出射光の量は、第１下側入射領域３４１から入射された後
、第１反射領域３６１で反射され、その後出射面３７０から出射される出射光の量よりも
多くなる。これにより、９０度方向よりも４５度方向に出射される光、すなわち撮像領域
の角に出射される出射光の量が多くなる。
【００１９】
　第２下側入射領域３４２が第１下側入射領域３４１から４５度回転した位置に配置され
る、とは、それぞれの中心線が、回転軸Ｃを中心に４５度回転された位置に配置されるこ
とを意味する。具体的には、回転軸Ｃを通り第１下側入射領域３４１を２等分割する第１
中心線Ｌ１から４５度回転された位置に、回転軸Ｃを通り第２下側入射領域３４２を２等
分割する第２中心線Ｌ２が位置する。同様に、第３下側入射領域３４３が第１下側入射領
域３４１から９０度回転した位置に配置される、とは、回転軸Ｃを通り第１下側入射領域
３４１を２等分割する第１中心線Ｌ１から９０度回転した位置に、回転軸Ｃを通り第３下
側入射領域３４３を２等分割する第２中心線Ｌ３が位置することを意味する。本明細書に
おいて、第１下側入射領域３４１、第２下側入射領域３４２、第３下側入射領域３４３に
関する説明は、特に説明が無い限り、主としてこの第１中心線Ｌ１、第２中心線Ｌ２、第
３中心線Ｌ３に位置する部分に関する説明である。尚、上側入射領域、反射面、出射面に
ついても同様である。
【００２０】
　このような配光特性を備える光源モジュール１０００をカメラ用照明として用いる場合
、レンズ部３１０の回転軸Ｃ方向にある被写体を含む撮像領域に向けて、回転軸Ｃを中心
にＸ方向（０度方向、１８０度方向）及びＹ方向（９０度方向、２７０度方向）に拡がる
光、すなわち第１下側入射領域から入射した光を含む光の量よりも、これらから４５度回
転した４つの方向に拡がる光、すなわち、第２下側入射領域から入射した光を含む光の量
を多くすることができる。カメラの撮像領域は四角形であるため、その四角形の４つの角
部に対応する位置に第２下側入射領域が位置するように、カメラのレンズと光源モジュー
ル１０００とを配置することで、４つの角部に向けて照射される出射光の量を多くするこ
とができる。これにより、四角形の撮像領域に照射される光をより均一にすることができ
る。
【００２１】
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　以下、実施形態に係る光源モジュールの各構成について詳説する。
【００２２】
　＜カバー部材＞
　図２Ａ、図２Ｂは、図１Ａ等に示す光源モジュール１０００に用いられるカバー部材２
００を入射面側から見た下面図及び斜視図である。カバー部材２００は、配光特性の制御
に寄与するレンズ部３１０を備えた導光部材３００と、その導光部材３００の周囲に配置
され導光部材３００を支持する支持部材５００と、を備える。
【００２３】
　カバー部材２００は、光源１００を覆うように設けられるものである。配線基板６００
とカバー部材２００とで囲まれた領域に空間を形成しており、この空間内に光源１００が
配置される。なお、光源１００以外にも、ツェナーダイオード（ＺＤ）、トランジェント
ボルテージサプレッサー（ＴＶＳ）等の保護素子や、明るさや色度、赤外線等の光学セン
サー等の電子部品等が、同じ空間内に配置されていてもよい。
【００２４】
　カバー部材２００は、１又は複数の導光部材３００と、導光部材３００を支持する１又
は複数の支持部材５００と、を備える。ここでは、１つの支持部材５００に１つの導光部
材３００が支持されたカバー部材２００を例示する。
【００２５】
　[導光部材] 
　図３はカバー部材２００の一部を構成する導光部材３００を入射面側から見た下面図で
ある。導光部材３００は、光源１００の発光面１１０から出射される光の配光を制御する
レンズ機能を備えたレンズ部３１０と、レンズ部３１０を保持する鍔部４００と、を備え
る。導光部材３００は、光源１００からの光を透過可能な透光性の部材で構成される。レ
ンズ部３１０と鍔部４００とは一体成形された部材である。導光部材３００は、ポリカー
ボネイト、アクリル、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂等の透光性部材で形成することがで
きる。ここで透光性とは、光源１００からの光を５０％以上透過することを指し、好まし
くは８０％以上、更に好ましくは９０％以上透過することを指す。
【００２６】
　導光部材３００は、１又は複数のレンズ部３１０を備えることができる。図３は、２つ
のレンズ部３１０として、第１レンズ部３１１と第２レンズ部３１２とを備える導光部材
３００を例示する。尚、第１レンズ部３１１と第２レンズ部３１２の両方に共通する事項
については、これらを区別せずレンズ部３１０として説明をする。
【００２７】
　１つの導光部材３００が２以上の複数のレンズ部３１０を備える場合、レンズ部３１０
間に配置される鍔部４００を介して複数のレンズ部３１０が一体成形されていてもよい。
あるいは、１つのレンズ部を備える導光部材を複数備えていてもよい。
【００２８】
　（レンズ部）
　レンズ部３１０は、光源１００から出射された光の配光を制御する部材である。レンズ
部３１０は、主として下面を構成する入射面３２０と、主として側面を構成する反射面３
６０と、主として上面を構成する出射面３７０と、を備える。レンズ部３１０は、光源１
００の発光面１１０の中心にそれぞれ回転軸Ｃを備えている。導光部材３００が複数のレ
ンズ部３１０を備える場合、例えば、図１Ｂに示すように第１レンズ部３１１と第２レン
ズ部３１２とを備える場合は、それぞれのレンズ部が回転軸Ｃを備えており、各回転軸Ｃ
は、それぞれ光源１００の発光面１１０の中心に配置される。レンズ部３１０の入射面３
２０と出射面３７０は回転軸Ｃを含む位置にそれぞれ配置される。反射面３６０は回転軸
Ｃからは離間する位置に配置されている。
【００２９】
　（レンズ部の入射面）
　先ず、入射面３２０について説明する。入射面３２０は、光源１００からの光が入射さ
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れる面であり、空気層を介して光源１００の発光面１１０と対向する面である。入射面３
２０は、レンズ部３１０の下面側において全体的に凹状に窪んだ形状である。換言すると
、レンズ部３１０の入射面３２０は、レンズ部３１０の下側に開口部を備える凹部の内面
であるともいえる。入射面３２０の下端における開口の大きさ（開口径）は、光源１００
の発光面１１０の面積と同程度である。これにより、発光面１１０から出射される光を効
率よく入射面３２０から入射させることができる。なお、入射面３２０の下端は、全周に
わたって同一平面上に位置することが好ましい。
【００３０】
　レンズ部３１０の回転軸Ｃに位置する部分が入射面３２０の中心であり、入射面３２０
の中心は図１Ｂ等に示すように＋Ｚ方向において最も高い位置に配置されている。そして
、入射面３２０は、回転軸Ｃを含む任意の断面において、上側入射領域３３０と下側入射
領域３４０と、を備える。
【００３１】
　平面視において、上側入射領域３３０は内側に位置し、下側入射領域３４０は上側入射
領域３３０の外側に位置している。つまり、上側入射領域３３０は内側入射領域ともいう
ことができ、下側入射領域３４０は外側入射領域ともいうことができる。
【００３２】
　回転軸Ｃを含む断面において、上側入射領域３３０と下側入射領域３４０とでは傾斜角
度が異なる。詳細には、回転軸Ｃを含む断面において、下側入射領域３４０と水平面（Ｘ
Ｙ平面）となす角度は、上側入射領域３３０と水平面とがなす角度よりも大きい。これに
より、下側入射領域３４０から入射した光は、横方向（Ｘ方向）に進み易くなる。
【００３３】
　上側入射領域３３０と下側入射領域３４０とは、その境界が明確であってもよく、ある
いは、滑らかに形状が変化してもよい。このような境界は、上側入射領域３３０の下端で
もあり、下側入射領域３４０の上端でもある。さらに、上側入射領域３３０の上端は入射
面３２０の上端であってもよく、下側入射領域３４０の下端は入射面３２０の下端でもあ
ってもよい。また、上側入射領域３３０と下側入射領域３４０の間において滑らかに形状
が変化する場合は、そのいずれにも属さない領域とみなすこともでき、このような領域を
備えていてもよい。なお、上側入射領域３３０と下側入射領域３４０との境界は明確に視
認できてもよい。
【００３４】
　（レンズ部の入射面：下側入射領域）
　下側入射領域３４０は、回転軸Ｃに対して２回対称である。２回対称とは、回転軸Ｃを
中心に１８０度回転すると同じ形状となる形状である。換言すると、平面視において左右
対称で、且つ、上下対称である。
【００３５】
　下側入射領域３４０は、第１下側入射領域３４１と、第１下側入射領域３４１から４５
度回転した位置に配置される第２下側入射領域３４２と、を備える。さらに、第１下側入
射領域３４１から９０度回転した位置に第３下側入射領域３４３を備える。例えば、図３
等に示すように、第１下側入射領域３４１は９０度断面に位置しており、第２下側入射領
域３４２は４５度断面に位置する。また、第３下側入射領域３４３は０度断面に位置する
。そして、第２下側入射領域３４２の高さＴ２は、第１下側入射領域３４１の高さＴ１よ
りも高い。例えば、Ｔ２はＴ１の１００％～２００％とすることができ、好ましくは１５
０％～２００％である。なお、前述のように入射面３２０の下端は同一面上に位置するた
め、第１下側入射領域３４１の高さＴ１が高いということは、第２下側入射領域３４２よ
りも＋Ｚ方向の長さが長いことを意味する。
【００３６】
　第１下側入射領域３４１と第２下側入射領域３４２とは、その境界において滑らかに形
状が変化することが好ましい。図３に示すように、回転軸Ｃを中心にして放射状に延びる
破線で示す境界線Ｌｄ１によって区画することができる。ただし、形状が滑らかに変化す
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る場合は、境界線Ｌｄ１は視認することができない場合がある。
【００３７】
　第３下側入射領域３４３と第２下側入射領域３４２との境界も、滑らかに形状が変化す
ることが好ましい。図３に示すように、回転軸Ｃを中心にして放射状に延びる破線で示す
境界線Ｌｄ２によって区画することができる。ただし、形状が滑らかに変化する場合は、
境界線Ｌｄ２は視認することができない場合がある。
【００３８】
　第１下側入射領域３４１及び第２下側入射領域３４２は、図３に示すように、それぞれ
所定の中心角θ１１、θ１２をそなえた領域である。中心角θ１１は、中心角θ１２より
も大きいことが好ましい。これにより、９０度方向よりも４５度方向の光量を多くするこ
とができる。中心角θ１１は、例えば、４０度～８８度が好ましく、さらに６０度～８５
度が好ましい。図３に示すように、Ｙ軸と一致する中心線Ｌ１から４５度回転した位置を
示す直線Ｌ４（４５度線Ｌ４と称する）は、近接して配置している。また、第２下側入射
領域３４２の中心角θ１２は、例えば、１０度～４５度が好ましく、さらに１５度～３０
度が好ましい。
【００３９】
　第３下側入射領域３４３は、図３に示すように、中心角θ１３を備えた領域である。中
心角θ１３は、中心角θ１１及びθ１２よりも小さいことが好ましい。これにより、０度
方向の光を４５度方向へ進ませることができる。中心角θ１３は、例えば、５度～４０度
が好ましく、さらに１０度～３０度が好ましい。
【００４０】
　（入射面の第１下側入射領域）
　第１下側入射領域３４１は、図３に示すように、平面視において回転軸Ｃを通るＹ軸を
含む断面（９０度断面）において回転軸Ｃを挟んで配置される２つの領域である。第１下
側入射領域３４１は、それぞれＹ軸に対して線対称（左右対称）である。Ｘ軸を挟んで配
置される２つの第１下側入射領域３４１は、Ｘ軸に対して線対称（上下対称）である。ま
た、各第１下側入射領域３４１を２等分割する第１中心線Ｌ１は、Ｙ軸に一致している。
第１下側入射領域３４１は、その左右に位置する第２下側入射領域３４２に挟まれている
。
【００４１】
　第１下側入射領域３４１は、９０度断面において、入射面３２０の中心の高さＴＣの２
０％～６０％とすることが好ましい。図４Ａに示す例では、３０％～４０％である。９０
度断面において第１下側入射領域３４１が占める割合は、レンズ部の厚みや光源のサイズ
等により適宜選択することができる。
【００４２】
　第１下側入射領域３４１の上端３４１Ｕは、反射面３６０（第１反射領域３６１）の上
端３６１Ｕよりも低い位置であることが好ましい。これにより、第１下側入射領域３４１
から入射した光のほとんどを、反射面３６０で反射させることができる。つまり、第１下
側入射領域３４１から入射した光を、直接出射面３７０から出射されにくくすることがで
きる。
【００４３】
　第１下側入射領域３４１は、９０度断面において凹曲面とすることができる。これによ
り第１下側入射領域３４１の下端から入射した光と上端から入射した光の屈折角を同じに
することができる。凹曲面とする場合の曲率は１ｍｍ～２０ｍｍとすることが好ましい。
また、第１下側入射領域３４１は、平面であってもよい。
【００４４】
　第１下側入射領域３４１と、水平面とがなす角度（第１下側入射領域の傾斜角θ３１）
は、７０度～９０度が好ましく、８０度～８７度がより好ましい。これにより、反射面３
６０に入射する光量を多くすることができる。
【００４５】
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　第１下側入射領域３４１の下端３４１Ｄと回転軸Ｃとの距離Ｗ１は、第２下側入射領域
３４２の下端３４２Ｄと回転軸Ｃとの距離Ｗ２よりも小さいことが好ましい。これにより
、光源の４５度方向の光をロスなくレンズへ取り込むことができる。なお、この距離Ｗ１
及びＷ２は、図４Ａ、図４Ｂではそれぞれ下端の距離を示しているが、回転軸Ｃに直交す
る任意の水平面においてＷ１はＷ２よりも小さいことが好ましい。
【００４６】
　図６Ａは、図５Ａに示すＶＩＡ－ＶＩＡにおける概略端面図、図６Ｂは、図５Ｂに示す
ＶＩＢ－ＶＩＢにおける概略端面図である。図６Ａは、上側入射領域３３０を含む概略端
面図であり、図６Ｂは、下側入射領域３４０を含む概略端面図である。図６Ａについては
後述する。
【００４７】
　（入射面の第２下側入射領域）
　第２下側入射領域３４２は、図３に示すように、平面視において第１下側入射領域３４
１を左右から挟む位置に配置されている４つの領域である。回転軸Ｃを含み、回転軸Ｃに
対して対称位置に配置される２つの第２下側入射領域３４２のそれぞれの中心角θ１２を
当分に分割する中心線Ｌ２は、４５度線Ｌ４から０度の方向にずれた位置にある。また、
Ｙ軸（Ｌ１）を挟んで右側に配置される２つの第２下側入射領域３４２と、左側に配置さ
れる２つの第２下側入射領域３４２とは、Ｙ軸（Ｌ１）に対して線対称（左右対称）であ
る。同様に、Ｘ軸（Ｌ３）を挟んで上側に配置される２つの第２下側入射領域３４２と、
下側に配置される２つの第２下側入射領域３４２とは、Ｘ軸（Ｌ３）に対して線対称（上
下対称）である。さらに、各第２下側入射領域３４２は、その中心線Ｌ２に対してそれぞ
れ対称形ではなく、非対称である。
【００４８】
　第２下側入射領域３４２は、図４Ｂに示すように、４５度断面において、入射面３２０
の中心の高さＴＣの４０％～８０％とすることが好ましく、より好ましくは６０％～８０
％である。つまり、４５度断面において第２下側入射領域３４２が占める割合は、第２上
側入射領域３３２が占める割合より大きいことが好ましい。これにより、四角い撮像領域
の角を照射する光を多くすることができる。
【００４９】
　第２下側入射領域３４２の上端３４２Ｕは、反射面３６０（第２反射領域３６２）の上
端３６２Ｕよりも低い位置にあることが好ましい。これにより、第２下側入射領域３４２
から入射した光のほとんどを、反射面３６０で反射させることができる。つまり、第２下
側入射領域３４２から入射した光を、直接出射面３７０から出射されにくくすることがで
きる。
【００５０】
　第２下側入射領域３４２は、４５度断面において凹曲面が好ましい。これにより第２下
側入射領域３４２の下端から入射した光と上端から入射した光の屈折角を同じにすること
ができる。凸曲面とする場合の曲率は１ｍｍ～２０ｍｍとすることが好ましい。また、第
２下側入射領域３４２は、平面であってもよい。
【００５１】
　第２下側入射領域３４２と、水平面とがなす角度（第２下側入射領域の傾斜角θ３２）
は、７０度～９０度が好ましく、８０度～８７度がより好ましい。これにより、反射面３
６２に入射する光量を多くすることができる。
【００５２】
　（入射面の第３下側入射領域）
　第３下側入射領域３４３は、図３に示すように、平面視において回転軸Ｃを通るＸ軸を
含む断面（０度断面）に配置される２つの領域である。第３下側入射領域３４３は、それ
ぞれＸ軸に対して線対称（上下対称）である。Ｙ軸を挟んで配置される２つの第３下側領
域３４３は、Ｙ軸に対して線対称（左右対称）である。また、各第３下側入射領域３４３
を２等分割する第１中心線Ｌ３は、Ｘ軸に一致している。第３下側入射領域３４３は、そ
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の上下に位置する第２下側入射領域３４２に挟まれている。
【００５３】
　第１下側入射領域３４３は、０度断面において、入射面３２０の中心の高さＴＣの２０
％～６０％とすることができる。図４Ｃに示す例では３０％～４０％である。
【００５４】
　第３下側入射領域３４３の上端３４３Ｕは、反射面３６０（第３反射領域３６３）の上
端３６３Ｕよりも低い位置であることが好ましい。これにより、第３下側入射領域３４３
から入射した光のほとんどを、反射面３６０で反射させることができる。つまり、第３下
側入射領域３４３から入射した光を、直接出射面３７０から出射されにくくすることがで
きる。
【００５５】
　第３下側入射領域３４３は、０度断面において凹曲面とすることができる。これにより
第３下側入射領域３４３の下端から入射した光と上端から入射した光の屈折角を同じにす
ることができる。凹曲面とする場合の曲率は１ｍｍ～２０ｍｍとすることが好ましい。ま
た、第３下側入射領域３４３は、０度断面において平面であってもよい。
【００５６】
　第３下側入射領域３４３と、水平面とがなす角度（第３下側入射領域の傾斜角θ３３）
は、７０度～９０度が好ましく、８０度～８７度がより好ましい。これにより、反射面３
６０に入射する光量を多くすることができる。
【００５７】
　第３下側入射領域３４３の下端３４３Ｄと回転軸Ｃとの距離Ｗ３は、第２下側入射領域
３４２の下端３４２Ｄと回転軸Ｃとの距離Ｗ２よりも小さいことが好ましい。これにより
、光源の４５度方向の光をロスなくレンズへ取り込むことができる。なお、この距離Ｗ２
及びＷ２は、図４Ａ、図４Ｂではそれぞれ下端の距離を示しているが、回転軸Ｃに直交す
る任意の水平面においてＷ１はＷ２よりも小さいことが好ましい。
【００５８】
　図６Ａは、図５Ａ～図５Ｃに示すＶＩＡ－ＶＩＡにおける概略端面図、図６Ｂは、図５
Ａ～図５Ｃに示すＶＩＢ－ＶＩＢにおける概略端面図である。図６Ａは、上側入射領域３
３０を含む概略端面図であり、図６Ｂは、下側入射領域３４０を含む概略端面図である。
まず、下側入射領域３４０について説明する。図６Ａについては後述する。
【００５９】
　（入射面：上側入射領域）
　入射面３２０は、下側入射領域３４０と回転軸Ｃとの間に、上側入射領域３３０を備え
る。上側入射領域３３０は、下側入射領域３４０と同様に、回転軸Ｃに対して２回対称で
ある。詳細には、第１下側入射領域３４１と回転軸Ｃとの間に第１上側入射領域３３１が
位置する。第２下側入射領域３４２と回転軸Ｃとの間に第２上側入射領域３３２が位置す
る。第３下側入射領域３４３とか回転軸Ｃとの間に第３上側入射領域３３３が位置する。
【００６０】
　図３等に示すように、第１上側入射領域３３１は９０度断面に位置しており、第２上側
入射領域３３２は４５度断面に位置する。また、第３上側入射領域３３３は０度断面に位
置している。
【００６１】
　第１上側入射領域３３１と第２上側入射領域３３２と、第２上側入射領域３３２と第３
上側入射領域３３３との境界は、下側入射領域３４０における各入射領域の界面と同様に
、滑らかに形状が変化することが好ましい。
【００６２】
　第１上側入射領域３３１～第３上側入射領域３３３は、それぞれ第１下側入射領域３４
１～第３下側入射領域３４３と同様の中心角θ１１～θ１３をそなえた領域であることが
好ましい。
【００６３】



(11) JP 2019-212364 A 2019.12.12

10

20

30

40

50

　これらの図面に示すように、第１上側入射領域３３１と第２上側入射領域３３２と第３
上側入射領域３３３とが２回対称であり、かつ、Ｔ１よりＴ２が大きい、かつ、Ｔ３より
Ｔ２が大きいことにより、４５度方向（四角い撮像領域の角に向かう光）の光が多く出射
される。
【００６４】
　（入射面の第１上側入射領域）
　第１上側入射領域３３１は、図３に示すように、平面視において回転軸Ｃを通るＹ軸を
含む位置において、回転軸Ｃを挟んで配置される２つの領域である。第１上側入射領域３
３１は、それぞれＹ軸に対して線対称（左右対称）である。Ｘ軸を挟んで配置される２つ
の第１上側入射領域３３１は、Ｘ軸に対して線対称（上下対称）である。また、各第１上
側入射領域３３１を２等分割する第１中心線Ｌ１は、Ｙ軸に一致している。第１上側入射
領域３３１は、その左右に位置する第２上側入射領域３３２に挟まれている。
【００６５】
　第１上側入射領域３３１の下端３３１Ｄは、反射面３６０（第１反射領域３６１）の上
端３６１Ｕよりも低い位置であることが好ましい。これにより、入射領域３４１で屈折さ
れた光が直接外側出射領域３９０から出射されずに反射面３６０で反射することができる
。さらに、第１上側入射領域３３１の上端３３１Ｕは、第１反射領域３６１の上端３６１
Ｕよりも高い位置であることが好ましい。これにより、成形時に樹脂材料を流れやすくす
ることができ、成形性を向上させることができる。
【００６６】
　第１上側入射領域３３１は、図４Ａ等に示すように、回転軸Ｃを含む断面（９０度断面
）においてほぼ平面に近い面とすることができる。詳細には、第１上側入射領域３３１は
、第１上側入射領域３３１の上端３３１Ｕと下端３３１Ｄとを結ぶ直線よりも内側（回転
軸Ｃに近い側）に位置する。凸曲面とする場合の曲率は１ｍｍ～２０ｍｍとすることがで
きる。
【００６７】
　第１上側入射領域３３１と、水平面とがなす角度（第１上側入射領域３３１の傾斜角θ
２１）は、１０度～４０度が好ましく、１５度～３０度がより好ましい。第１上側入射領
域３３１の傾斜角θ２１は、第２上側入射領域３３２と、水平面とがなす角度（第２上側
入射領域３３２の傾斜角θ２２）よりも、大きいのが好ましい。これによりＴ１よりＴ２
が大きくなり、撮像領域の端を照射する光を多くすることができる。
【００６８】
　（入射面の第２上側入射領域）
　第２上側入射領域３３２は、図３に示すように、平面視において第１上側入射領域３３
１を左右から挟む位置に配置されている４つの領域である。回転軸Ｃを含み、回転軸Ｃに
対して対称位置に配置される２つの第２上側入射領域３３２のそれぞれの中心角θ１２を
当分に分割する中心線Ｌ２は、４５度線Ｌ４から０度の方向にずれた位置にある。また、
Ｙ軸（Ｌ１）を挟んで右側に配置される２つの第２上側入射領域３３２と、左側に配置さ
れる２つの第２上側入射領域３３２とは、Ｙ軸（Ｌ１）に対して線対称（左右対称）であ
る。同様に、Ｘ軸（Ｌ３）を挟んで上側に配置される２つの第２上側入射領域３３２と、
下側に配置される２つの第２上側入射領域３３２とは、Ｘ軸（Ｌ３）に対して線対称（上
下対称）である。さらに、各第２上側入射領域３３２は、その中心線Ｌ２に対してそれぞ
れ対称形ではなく、非対称である。
【００６９】
　第２上側入射領域３３２の上端３３２Ｕは、反射面３６０（第２反射領域３６２）の上
端３６２Ｕよりも高い位置にあることが好ましい、これにより、成形時の樹脂の流れをよ
くし、成形性を向上させることができる。
【００７０】
　第２上側入射領域３３２は、図４Ｂ等に示すように、回転軸Ｃを含む断面（４５度断面
）において平面、又は、ほぼ平面に近い凹曲面とすることができる。
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【００７１】
　第２上側入射領域３３２と、水平面とがなす角度（第２上側入射領域３３２の傾斜角θ
２２）は、１０度～４０度が好ましく、１５度～３０度がより好ましい。第２上側入射領
域３３２の傾斜角θ２２は、第１上側入射領域３３１の傾斜角θ２１よりも、小さい方が
好ましい。これによりＴ１よりＴ２が大きくなり、撮像領域の端を照射する光を多くする
ことができる。
【００７２】
　（入射面の第３上側入射領域）
　第３上側入射領域３３３は、図３に示すように、平面視において回転軸Ｃを通るＸ軸を
含む断面（０度断面）に配置される２つの領域である。第３上側入射領域３３３は、それ
ぞれＸ軸に対して線対称（上下対称）である。Ｙ軸を挟んで配置される２つの第３上側入
射領域３３３は、Ｙ軸に対して線対称（左右対称）である。また、各第３上側入射領域３
３３を２等分割する第１中心線Ｌ３は、Ｘ軸に一致している。第３上側入射領域３３３は
、その上下に位置する第２上側入射領域３３２に挟まれている。
【００７３】
　第３上側入射領域３３３の上端３３３Ｕは、反射面３６０（第３反射領域３６３）の上
端３６３Ｕよりも低い位置であることが好ましい。これにより、成形時の樹脂の流れをよ
くし、成形性を向上させることができる。
【００７４】
　第３上側入射領域３３３と、水平面とがなす角度（第３上側入射領域３３３の傾斜角θ
２３）は、２０度～４５度が好ましく、２５度～４０度がより好ましい。また、第３上側
入射領域３３３の傾斜角θ２３は、第２上側入射領域３３２の傾斜角θ２２よりも、大き
いが好ましい。これによりＴ３よりＴ２が大きくなり、撮像領域の端を照射する光を多く
することができる。
【００７５】
　第３上側入射領域３３３の下端３３３Ｄと回転軸Ｃとの距離Ｗ３は、第２下側入射領域
３４２の下端３４２Ｄと回転軸Ｃとの距離Ｗ２よりも小さいことが好ましい。これにより
、撮像領域の端を照射する光を多くすることができる。なお、この距離Ｗ２及びＷ２は、
図４Ａ、図４Ｂではそれぞれ下端の距離を示しているが、回転軸Ｃに直交する任意の水平
面においてＷ１はＷ２よりも小さいことが好ましい。
【００７６】
　（入射面の第４入射領域）
　また、図１Ｂ等に示すように、回転軸Ｃに位置する入射面３２０は、回転軸Ｃに直交す
る水平面（ＸＹ平面）に、平坦な面である第４入射領域３５０を有することができる。第
４入射領域３５０は、２つの第１上側入射領域３３１と、４つの第２上側入射領域３３２
と、２つの第３上側入射領域３３３とで囲まれた領域である。
【００７７】
　このような第４入射領域３５０を備えることで、導光部材３００の強度の低下を抑制で
きる。凹状の入射面３２０を備える導光部材３００は、回転軸Ｃに位置する部分で最も薄
くなる。そのため、回転軸Ｃに位置する部分にこのような平面状の第４入射領域３５０を
設けることで、導光部材３００の厚みを厚くして導光部材３００の強度の低下を抑制する
ことができる。また、導光部材３００を形成する際に、例えば液状の樹脂を金型内に注入
する際に、第４入射領域３５０に相当する領域の金型を平坦な面とすることで、下面と上
面との間の隙間を広くすることができる。これにより、樹脂の流れを抑制しにくくし、金
型内に樹脂が流動し易くすることができる。第４入射領域３５０は、入射面３２０の開口
部の大きさに比べて０％～７０％程度とすることができる。第４入射領域３５０の大きさ
により直上の明るさを制御することができる。
【００７８】
　平面の第４入射領域３５０を備える場合は、図２Ｂに示すように、その外縁は明確であ
る。換言すると、上側入射領域３３０（第１上側入射領域３３１、第２上側入射領域３３
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２、第３上側入射領域３３３）と、第４入射領域３５０との境界は明確である。なお、上
側入射領域３３０と第４入射領域３５０との境界は、滑らかに形状が変化することで明確
となっていなくてもよい。
【００７９】
　図１Ｅ～図１Ｇに示す光源モジュール１０００Ａは、図１Ａ～図１Ｄに示す光源モジュ
ール１０００の変形例である。詳細には、光源モジュール１０００Ａに用いられるカバー
部材２００Ａは、導光部材３００Ａとして、回転軸Ｃを含む入射面３２０Ａに第４入射領
域を備えないレンズ部３１０Ａを備える点が異なる。レンズ部３１０Ａの入射面３２０Ａ
は、回転軸Ｃを含む断面において、回転軸Ｃに位置する部分が最も高い位置となる凹曲面
の第１上側入射領域３３１Ａ、第２上側入射領域３３２Ａ、及び第３上側入射領域３３３
Ａと、を備える。このように回転軸Ｃに対して直交する水平な面を備えないことで、回転
軸Ｃ方向に照射される光の配光角度を広げることができ、撮像領域において中心が他所よ
り明るくなりすぎることを抑制し、撮像領域に均一な光を照射することができる。
【００８０】
　（レンズ部の反射面）
　レンズ部３１０の反射面３６０は、レンズ部３１０の側面に配置されており、主として
入射面３２０の下側入射領域３４０から入射した光を反射する面である。反射面３６０は
、図４Ａ、図４Ｂ等に示すように、回転軸Ｃを含む断面において、反射面３６０の上端は
、反射面３６０の下端よりも外側（回転軸Ｃから遠い側）に位置するように傾斜した面で
ある。反射面３６０は、その上端が下端よりも外側に位置しているため、図３に示す下面
図に示すように、入射面３２０の外周を囲むように視認することができる。
【００８１】
　反射面３６０は、回転軸Ｃに対して２回対称、または４回対称とすることができる。あ
るいは、回転軸Ｃを中心とする円形とすることができる。図３に示す例では、反射面３６
０は回転軸Ｃに対して２回対称である。詳細には、反射面３６０は、回転軸Ｃを含む０度
断面に位置する第１反射領域３６１と、回転軸Ｃを含む４５度断面に位置する第２反射領
域３６２と、回転軸Ｃを含む９０度断面に位置する第３反射領域３６３と、を含む。
【００８２】
　例えば、図３に示すように、第１下側入射領域３４１の外側に、下面視において凸曲面
の第１反射領域３６１を備える。さらに、第２下側入射領域３４２の外側に、下面視にお
いて凹曲面の第２反射領域３６２を備える。さらに、第３下側入射領域３４３の外側に、
下面視において凸曲面の第３反射領域３６３を備える。
【００８３】
　反射面３６０が２回対称であり、９０度断面に位置する第１反射領域３６１と、４５度
断面に位置する第２反射領域３６２と、０度断面に位置する第３反射領域と、を備える場
合、これらの形成範囲、比率、中心角等は、それぞれ２回対称である第１下側入射領域３
４１、第２下側入射領域３４２、第３下側入射領域３４３にそれぞれ対応するように調整
される。また、第１反射領域３６１、第２反射領域３６２、第３反射領域３６３の境界は
、緩やかに形状が変化してもよく、その場合は、これらの境界は明確に視認しにくい場合
がある。
【００８４】
　図５Ａに示すように、第１反射領域３６１の上端３６１Ｕと下端（第１下側入射領域の
下端）とを結ぶ直線と水平面との間の角度（第１反射領域３６１の傾斜角θ４１）は、２
０度～５０度とすることができる。図５Ｂに示すように、第２反射領域３６２の上端３６
２Ｕと下端（第２下側入射領域の下端）とを結ぶ直線と水平面との間の角度（第２反射領
域３６２の傾斜角）θ４２は、２０度～５０度とすることができる。図５Ｃに示すように
、第３反射領域３６３の上端３６３Ｕと下端（第３下側入射領域の下端）とを結ぶ直線と
水平面との間の角度（第３反射領域３６３の傾斜角θ４３）は、２０度～５０度とするこ
とができる。第２反射領域３６２の傾斜角θ４２は、第１反射領域３６１の角度θ４１よ
りも大きくすることが好ましい。これにより、第２下側入射領域３４２から入射された光
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を、第２反射領域３６２によって、より広い配光角度で外部に出射できるような角度で反
射させることができる。
【００８５】
　（レンズ部の出射面）
　次に、出射面３７０について説明する。レンズ部３１０の出射面３７０は、レンズ部３
１０の上面に配置されており、光源からの光を外部に向けて光を出射する面である。出射
面３７０は、回転軸Ｃを含む中央に位置する内側出射領域３８０と、内側出射領域３８０
の外周に位置する外側出射領域３９０と、を備える。内側出射領域３８０は＋Ｚ方向に凸
となる凸曲面であり、外側出射領域３９０は回転軸Ｃに直交する平面である。
【００８６】
　内側出射領域３８０と外側出射領域３９０とは、連続していてもよく、あるいは、図４
Ａ～図４Ｃ等に示すように、内側出射領域３８０と外側出射領域３９０との間に、内向面
３７１を備えていてもよい。内向面３７１は、外側出射領域３９０の内端に連続し、かつ
、内側出射領域３８０の外端に連続する面である。
【００８７】
　（出射面の内側出射領域）
　出射面３７０の内側出射領域３８０は、主として上側入射領域３３０から入射された光
を外部に出射させる面である。内側出射領域３８０は、回転軸Ｃに対して２回対称、また
は、４回対称とすることができる。また、内側出射領域３８０は回転体であってもよい。
以下において、内側出射領域３８０が２回対称である場合について説明する。内側出射領
域３８０は、９０度断面に位置する第１内側出射領域３８１と、４５度断面に位置する第
２内側出射領域３８２と、０度断面に位置する第３内側出射領域３８３と、を備える。第
１内側出射領域３８１は、第１上側入射領域３３１の上方に位置し、第２内側出射領域３
８２は、第２上側入射領域３３２の上方に位置し、第３内側出射領域３８３は、第３上側
入射領域３３３の上方に位置する。
【００８８】
　第１内側出射領域３８１と第２内側出射領域３８２と第３内側出射領域３８３は、その
境界において滑らかに形状が変化することが好ましい。図１Ａに示すように、回転軸Ｃを
中心にして放射状に延びる破線で示す境界線で区画することができる。ただし、形状が滑
らかに変化する場合は、境界線は視認することができない場合がある。また、第１内側出
射領域と第２内側出射領域と第３内側出射領域の中心角は、それぞれ第１上側入射領域３
３１の中心角θ１１、第２上側入射領域３３２の中心角θ１２、第３上側入射領域３３３
の中心角θ１３、と同じ角度とすることが好ましい。
【００８９】
　（内側出射領域の第１内側出射領域）
　第１内側出射領域３８１は、図１Ａに示すように、平面視において回転軸Ｃを通るＹ軸
を含む断面（９０度断面）において回転軸Ｃを挟んで配置される２つの領域である。第１
内側出射領域３８１は、それぞれＹ軸に対して線対称（左右対称）である。Ｘ軸を挟んで
配置される２つの第１内側出射領域３８１は、Ｘ軸に対して線対称（上下対称）である。
また、各第１内側出射領域３８１を２等分割する中心線は、Ｙ軸に一致している。第１内
側出射領域３８１は、その左右に位置する第２内側出射領域３８２に挟まれている。
【００９０】
　第１内側出射領域３８１の外端３８１Ｄは、反射面３６０（第１反射領域３６１）の上
端３６１Ｕよりも低い位置、又は、高い位置とすることができる。
【００９１】
　第１内側出射領域３８１の外端３８１Ｄは、第１上側入射領域３３１の下端３３１Ｄよ
りも外側に位置することが好ましい。これにより、第１上側入射領域３３１から入射した
光のほとんどを、第１内側出射領域３８１から外部に出射させることができる。さらに、
第１内側出射領域３８１の外端３８１Ｄは、第１下側入射領域３４１の下端３４１Ｄより
も外側に位置することが好ましい。
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【００９２】
　第１内側出射領域３８１は、９０度断面において凸曲面とすることができる。これによ
り出射面での屈折角を調整し、撮像領域内へ光を制御することができる。凸曲面とする場
合の曲率は０．５～５（単位ｍｍ）とすることが好ましい。また、レンズ部３１０の厚み
が厚い場合は、第１内側出射領域３８１は、９０度断面において、凹曲面とすることがで
きる。また、レンズ部３１０の厚みが薄い場合は、第１内側出射領域３８１は、９０度断
面において、凸曲面又は平面とすることができる。
【００９３】
　第１内側出射領域３８１と、水平面とがなす角度（第１内側出射領域３８１の傾斜角）
は、０度～３０度が好ましい。これにより、出射面での屈折角を調整し、撮像領域内へ光
を制御することができる。また、第１内側出射領域３８１の傾斜角は、第２内側出射領域
３８２と、水平面とがなす角度（第２内側出射領域の傾斜角）よりも、大きいのが好まし
い。これにより撮像領域内を均一に照射することができる。
【００９４】
　（内側出射領域の第２内側出射領域）
　第２内側出射領域３８２は、図１Ａに示すように、平面視において第１内側出射領域３
８１を左右から挟む位置に配置されている４つの領域である。回転軸Ｃを含み、回転軸Ｃ
に対して対称位置に配置される２つの第２内側出射領域３８２のそれぞれの中心角を当分
に分割する中心線は、４５度方向から０度の方向にずれた位置にある。また、Ｙ軸を挟ん
で右側に配置される２つの第２内側出射領域３８２と、左側に配置される２つの第２内側
出射領域３８２とは、Ｙ軸に対して線対称（左右対称）である。同様に、Ｘ軸を挟んで上
側に配置される２つの第２内側出射領域３８２と、下側に配置される２つの第２内側出射
領域３８２とは、Ｘ軸に対して線対称（上下対称）である。さらに、各第２内側出射領域
３８２は、それぞれの中心線に対して対称形ではなく、非対称である。
【００９５】
　第２内側出射領域３８２の外端３８２Ｄは、反射面３６０（第２反射領域３６２）の上
端３６２Ｕよりも高い位置、又は、低い位置とすることができる。
【００９６】
　第２内側出射領域３８２の外端３８２Ｄは、第２上側入射領域３３２の下端３３２Ｄよ
りも外側に位置することが好ましい。これにより、第２上側入射領域３３２から入射した
光のほとんどを、第２内側出射領域３８２から外部に出射させることができる。さらに、
第２内側出射領域３８２の外端３８２Ｄは、第２下側入射領域３４２の下端３４２Ｄより
も外側に位置することが好ましい。
【００９７】
　第２内側出射領域３８２は、４５度断面において凸曲面とすることができる。これによ
り出射面での屈折角を調整し、撮像領域内へ光を制御することができる。凸曲面とする場
合の曲率は０．５ｍｍ～１０ｍｍとすることが好ましい。また、レンズ部３１０の厚みが
厚い場合は、第２内側出射領域３８２は、４５度断面において凹曲面とすることができる
。また、レンズ部３１０の厚みが薄い場合は、第２内側出射領域３８２は、４５度断面に
おいて、凸曲面又は平面とすることができる。
【００９８】
　第２内側出射領域３８２と、水平面とがなす角度（第２内側出射領域３８２の傾斜角）
は、０度～２０度が好ましい。これにより、出射面での屈折角を調整し、撮像領域内へ光
を制御することができる。また、第２内側出射領域３８２の傾斜角は、第１内側出射領域
３８１の傾斜角よりも、小さいのが好ましい。これにより撮像領域内を均一に照射するこ
とができる。
【００９９】
　（内側出射領域の第３内側出射領域）
　第３内側出射領域３８３は、図１Ａに示すように、平面視において回転軸Ｃを通るＸ軸
を含む断面（０度断面）に配置される２つの領域である。第３内側出射領域３８３は、そ
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れぞれＸ軸に対して線対称（上下対称）である。Ｙ軸を挟んで配置される２つの第３内側
出射領域３８３は、Ｙ軸に対して線対称（左右対称）である。また、各第３内側出射領域
３８３を２等分割する中心線は、Ｘ軸に一致している。第３内側出射領域３８３は、その
上下に位置する第２内側出射領域３８２に挟まれている。
【０１００】
　第３内側出射領域３８３の外端３８３Ｄは、反射面３６０（第３反射領域３６３）の上
端３６３Ｕよりも高い位置、又は、低い位置とすることができる。
【０１０１】
　第３内側出射領域３８３の外端３８３Ｄは、第３上側入射領域３３３の下端３３３Ｄよ
りも外側に位置することが好ましい。これにより、第３上側入射領域３３３から入射した
光のほとんどを、第３内側出射領域３８３から外部に出射させることができる。さらに、
第３内側出射領域３８３の外端３８３Ｄは、第３下側入射領域３４３の下端３４３Ｄより
も外側に位置することが好ましい。
【０１０２】
　第３内側出射領域３８３は、０度断面において凸曲面とすることができる。これにより
出射面での屈折角を調整し、撮像領域内へ光を制御することができる。凸曲面とする場合
の曲率は０．５ｍｍ～５ｍｍとすることが好ましい。また、レンズ部３１０の厚みが厚い
場合は、第３内側出射領域３８３は、０度断面において凹曲面とすることができる。また
、レンズ部３１０の厚みが薄い場合は、第３内側出射領域３８３は、０度断面において凸
曲面又は平面とすることができる。
【０１０３】
　第３内側出射領域３８３と、水平面とがなす角度（第３内側出射領域３８３の傾斜角）
は、０度～３０度が好ましい。これにより、出射面での屈折角を調整し、撮像領域内へ光
を制御することができる。また、第３内側出射領域３８３の傾斜角は、第２内側出射領域
３８２の傾斜角よりも、大きいのが好ましい。これにより撮像領域内を均一に照射するこ
とができる。
【０１０４】
　（出射面の外側出射領域）
　出射面３７０の外側出射領域３９０は、主として下側入射領域３４０から入射され、反
射面３６０で反射された光を外部に出射させる面である。外側出射領域３９０は、回転軸
Ｃに対して直交する平面状であり、回転軸Ｃから離間している。
【０１０５】
　外側出射領域３９０の内端は、上側入射領域３３０及び下側入射領域３４０よりも外側
に位置することが好ましい。
【０１０６】
　内向面３７１を備えることで、レンズ部３１０の高さを低くすることができる。具体的
には、凸状の内側出射領域３８０の外端を、外側出射領域３９０よりも低い位置にするこ
とができる。そのため、内側出射領域３８０は凸状でありながら、その頂部の高さが外側
出射領域３９０と同じか、それよりも低い位置とすることができる。これにより光源モジ
ュール１０００の高さを低くすることができる。そのため、例えばスマートフォン等のカ
メラ用光源として光源モジュール１０００を搭載する場合、スマートフォンの厚みを薄く
することができる。
【０１０７】
　以上のように、本実施形態に係る光源モジュールに用いられるレンズ部は、２回対称で
あるため、出射される光も２回対称となる。そのため、レンズ部を複数用いる場合は、そ
れぞれのレンズ部の向きを調整することが好ましい。
【０１０８】
　例えば、図１Ａに示すように１つの光源モジュール１０００が１つの２つのレンズ部３
１０（３１１、３１２）を備える導光部材３００を用いる場合、２つのレンズ部３１０を
合わせたもの（レンズ群と称する）が、線対称となるよう各レンズ部３１０の向きを調整
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して配置することが好ましい。詳細には、図１Ａ、図３等に示すように、第１レンズ部３
１１と第２レンズ部３１２とを、それぞれの回転軸ＣがＹ方向に並んで配置されるように
した場合、それぞれの入射面の２つの第１上側入射領域３３１が、Ｙ方向に配置されるよ
うに（９０度断面に位置するように）配置することが好ましい。このように２つのレンズ
部３１０を配置することで、上面視において、０度方向及び１８０度方向に出射される出
射光の量よりも、それから４５度方向に出射される出射光の量を多くすることができる。
【０１０９】
　このような光源モジュール１０００の被照射領域は長方形である。カメラの撮像領域は
、例えば、縦横比が４：３、１６：９等と長方形となる場合が多く、そのような場合は、
上述のように配置された２つのレンズ部３１０を備える光源モジュール１０００とするこ
とで、撮像領域に対して均一な光を照射することができる。
【０１１０】
　（鍔部）
　次に、レンズ部３１０を囲む鍔部４００について説明する。導光部材３００の一部であ
る鍔部４００は、光の配光制御には寄与しない部位に備えられる部材であり、後述の支持
部材５００の支持部５１０と接合される部分に位置する部材でもある。鍔部４００は、レ
ンズ部３１０と一体成形されており、同じ部材で構成される。
【０１１１】
　鍔部４００は、断面視においてレンズ部３１０の出射面３７０側、つまり上側に位置し
ている。鍔部４００は、出射面３７０の周囲において光源モジュール１０００の上面で露
出されており、光源モジュール１０００の上面の一部を構成する。さらに、鍔部４００の
上面は、レンズ部３１０の出射面３７０の外側出射領域３９０と連続した同一面とするこ
とができる。鍔部４００の下面は、レンズ部３１０の反射面３６０の上端と連続しており
、反射面３６０の下端から離間している。
【０１１２】
　鍔部４００は、その外縁において下側に突出する凸部を備えていてもよい。この凸部は
図１Ｂ、図１Ｃに示すように、レンズ部３１０から離間しており、支持部材５００の開口
部の内壁と接続される部分である。鍔部４００の外周にこのような凸部を設けることで、
導光部材３００の強度を向上させることができる。また、支持部材５００との接合強度を
向上させることができる。
【０１１３】
　導光部材３００が複数のレンズ部３１０（例えば、第１レンズ部３１１及び第２レンズ
部３１２の２つのレンズ部）を備える場合、これらの間にも鍔部４００を配置することが
できる。これにより複数のレンズ部３１０を一体的に有する導光部材３００とすることが
できる。上述の凸部は、２つのレンズ部３１０の外周を囲むように設けることができる。
鍔部４００の凸部は、後述の支持部材５００の脚部５２０の長さより小さい長さとするこ
とが好ましい。さらに、レンズ部３１０の反射面３６０の下端よりも上側に、鍔部４００
の下端（凸部の下端）が位置することが好ましい。
【０１１４】
　（支持部材）
　支持部材５００は、カバー部材２００の一部を構成する部材であり、導光部材３００を
支持する部材である。支持部材５００は、導光部材３００のレンズ部３１０が、光源１０
０の直上に配置されるよう、詳細には、光源１００の直上であって、光源１００の発光面
１１０に接しないような位置に導光部材３００を支持する部材である。
【０１１５】
　支持部材５００は、導光部材３００を支持する支持部５１０と、支持部５１０の下側に
位置する脚部５２０と、を備える。支持部５１０は導光部材３００の外周を囲んでおり、
導光部材３００の鍔部４００と接合されている。脚部５２０は、光源１００の外側に配置
されており、光源１００が載置されている配線基板６００上に接着剤等を用いて接合され
る。支持部材５００の上面は光源モジュール１０００の上面の一部を構成し、支持部材５
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００の側面は光源モジュール１０００の側面の一部を構成する。
【０１１６】
　支持部材５００は、光源１００からの光が透過しない遮光性の部材で形成することがで
きる。ここで、遮光性とは、光源１００からの光が５０％以上遮光されることを指し、好
ましくは８０％以上、さらに好ましくは９０％以上遮光されることを指す。支持部材５０
０は、ポリカーボネイト、アクリル、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂等の透光性部材で形
成することができる。さらに、これらを母材として、遮光性の部材を含むことが好ましい
。光反射性の遮光部材としては、酸化チタン、酸化アルミナ、酸化ジルコニウム等が挙げ
られる。また、光吸収性の遮光部材としては、カーボン、塗料等が挙げられる。これらは
１種類、又は複数種類を混合して用いてもよい。
【０１１７】
　（光源）
　光源１００は、ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）等の半導体発光
素子、又は、半導体発光素子を含む発光装置等を用いることができる。例えば、図７Ａ～
図７Ｃに示す光源１００は、半導体発光素子を含む発光装置の一例である。詳細には、光
源１００である発光装置は、半導体発光素子１２０と、半導体発光素子１２０上に接合部
材１４０を介して配置される透光性部材１３０を備える。接合部材１４０は、半導体発光
素子１２０の側面にも配置されている。半導体発光素子１２０の側面は、接合部材１４０
を介して被覆部材１５０で被覆されている。光源１００は、上面に発光面１１０を備える
。光源１００は、側面にも発光面を備えていてもよい。好ましくは、上面のみ、又は、上
面と側面の上端近傍に発光面を備える。発光面１１０の上面視形状は、四角形、三角形、
五角形、六角形等の多角形や円形や楕円形とすることができる。好ましくは、発光面１１
０の上面視形状、正方形である。発光面１１０が四角形の場合、レンズ部３１０の入射面
３２０の上側入射領域３３０（第２下側入射領域３４２）と発光面１１０の４つの角が対
応するように、位置を調整することが好ましい。
【０１１８】
　半導体発光素子１２０は、半導体積層体１２１と、素子電極１２２と、を備える。半導
体積層体１２１は、発光層を含む半導体層を含む。半導体積層体１２１は、さらに、サフ
ァイア等の透光性基板を備えていてもよい。半導体積層体の一例としては、第１導電型半
導体層（例えばｎ型半導体層）、発光層（活性層）および第２導電型半導体層（例えばｐ
型半導体層）の３つの半導体層を含むことができる。紫外光や、青色光から緑色光の可視
光を発光可能な半導体層としては、例えば、ＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体等の半導体材料か
ら形成することができる。具体的には、ＩｎＸＡｌＹＧａ１－Ｘ－ＹＮ（０≦Ｘ、０≦Ｙ
、Ｘ＋Ｙ≦１）等の窒化物系の半導体材料を用いることができる。赤色を発光可能な半導
体積層体としては、ＧａＡｓ、ＧａＡｌＡｓ、ＧａＰ、ＩｎＧａＡｓ、ＩｎＧａＡｓＰ等
を用いることができる。半導体積層体１２１の厚みは、例えば３μｍ～５００μｍとする
ことができる。このような半導体発光素子１２０は、これを単独で用いてもよい。
【０１１９】
　素子電極１２２は、その側面が被覆部材１５０で被覆されており、下面は被覆部材１５
０から露出している。素子電極１２２の下面は、そのまま外部に露出されていてもよいし
、図７Ｂ、図７Ｃに示すように金属層１６０で被覆してもよい。
【０１２０】
　素子電極１２２は、当該分野で公知の材料及び構成で、任意の厚みで形成することがで
きる。例えば、素子電極１２２の厚みは、１μｍ～３００μｍが好ましい。また、素子電
極１２２としては、電気良導体を用いることができ、例えばＣｕ等の金属が好適である。
【０１２１】
　被覆部材１５０は光反射性であり、半導体発光素子１２０の側面を直接的又は間接的に
被覆する。被覆部材１５０は、半導体発光素子１２０からの光を反射可能な部材であり、
例えば光反射性物質を含有する樹脂材料を用いることができる。被覆部材１５０は、半導
体発光素子１２０からの光に対する反射率が７０％以上であることが好ましく、更に、８
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０％以上であることが好ましく、９０％以上であることがより好ましい。
【０１２２】
　被覆部材１５０としては、例えば、シリコーン樹脂、シリコーン変性樹脂、エポキシ樹
脂、フェノール樹脂などの熱硬化性樹脂を主成分とする樹脂材料を母材とすることが好ま
しい。樹脂材料中に含有させる光反射性物質としては、例えば、白色物質を用いることが
できる。具体的には、例えば、酸化チタン、酸化ケイ素、酸化ジルコニウム、チタン酸カ
リウム、酸化アルミニウム、窒化アルミニウム、窒化ホウ素、ムライトなどが好適である
。光反射性物質は、粒状、繊維状、薄板片状などが利用できる。
【０１２３】
　透光性部材１３０は、半導体発光素子１２０からの光を透過可能な部材であり、光源１
００の発光面１１０を構成する。透光性部材１３０は、透光性の樹脂材料、ガラス等を用
いることができる。例えば、シリコーン樹脂、シリコーン変性樹脂、エポキシ樹脂、フェ
ノール樹脂などの熱硬化性樹脂を用いることができる。また、ポリカーボネイト樹脂、ア
クリル樹脂、メチルペンテン樹脂、ポリノルボルネン樹脂などの熱可塑性樹脂を用いるこ
とができる。特に、耐光性、耐熱性に優れるシリコーン樹脂が好適である。透光性部材１
３０は、半導体発光素子からの光に対する透過率が７０％以上であることが好ましく、更
に、８０％以上であることが好ましく、９０％以上であることがより好ましい。透光性部
材１３０は、後述の蛍光体や拡散材等を含んでもよい。
【０１２４】
　蛍光体は、半導体発光素子１２０からの光を吸収し、異なる波長の光に変換するものが
使用される。換言すると、半導体発光素子１２０からの発光で励起可能なものが使用され
る。例えば、青色発光素子又は紫外線発光素子で励起可能な蛍光体としては、セリウムで
賦活されたイットリウム・アルミニウム・ガーネット系蛍光体（ＹＡＧ：Ｃｅ）、セリウ
ムで賦活されたルテチウム・アルミニウム・ガーネット系蛍光体（ＬＡＧ：Ｃｅ）、ユウ
ロピウムおよび／又はクロムで賦活された窒素含有アルミノ珪酸カルシウム系蛍光体（Ｃ
ａＯ－Ａｌ２Ｏ３－ＳｉＯ２、）、ユウロピウムで賦活されたシリケート系蛍光体（（Ｓ
ｒ，Ｂａ）２ＳｉＯ４）、βサイアロン蛍光体、ＣＡＳＮ系蛍光体、ＳＣＡＳＮ系蛍光体
等の窒化物系蛍光体、ＫＳＦ系蛍光体（Ｋ２ＳｉＦ６：Ｍｎ）、硫化物系蛍光体、量子ド
ット蛍光体などが挙げられる。これらの蛍光体と、青色発光素子又は紫外線発光素子と組
み合わせることにより、様々な色の発光装置（例えば白色系の発光装置）を製造すること
ができる。これら蛍光体は、１種類又は複数用いることができる。複数用いる場合は、混
合させてもよく、積層させてもよい。
　また、波長変換部材には、粘度を調整する等の目的で、各種のフィラー等を含有させて
もよい。
【０１２５】
　接合部材１４０は、半導体発光素子１２０と透光性部材１３０を接合する部材である。
さらに、接合部材１４０は半導体発光素子１２０の側面を被覆し、半導体発光素子１２０
の側面から出射される光を透光性部材１３０に導光させるための部材である。接合部材１
４０は、透光性の樹脂材料を用いることができる。例えば、シリコーン樹脂、シリコーン
変性樹脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂などの熱硬化性樹脂を主成分とする樹脂材料が
好ましい。接合部材１４０は、半導体発光素子からの光に対する透過率が７０％以上であ
ることが好ましく、更に、８０％以上であることが好ましく、９０％以上であることがよ
り好ましい。
【０１２６】
　金属層１６０は、半導体発光素子１２０の素子電極１２２よりも耐腐食性や耐酸化性に
優れたものを選択することが好ましい。金属層１６０は単一の材料の一層のみで構成され
てもよく、異なる材料の層が積層されて構成されていてもよい。特に、高融点の金属材料
を用いるのが好ましく、例えば、Ｒｕ、Ｍｏ、Ｔａ等を挙げることができる。また、これ
ら高融点の金属材料を、半導体発光素子の素子電極と最表面の層との間に設けることによ
り、はんだに含まれるＳｎが、発光素子の電極や電極に近い層に拡散することを低減する
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ことが可能な拡散防止層とすることができる。このような拡散防止層を備えた積層構造の
例としては、Ｎｉ／Ｒｕ／Ａｕ、Ｔｉ／Ｐｔ／Ａｕ等が挙げられる。また、拡散防止層（
例えばＲｕ）の厚みとしては、１０Å～１０００Å程度が好ましい。
【０１２７】
　（配線基板）
　配線基板６００は、光源１００を配置するための部材である。配線基板６００は、基台
と、その上面に配置された配線と、を備える。配線と光源１００とは、導電性の接着剤等
で電気的に接続され、固定される。なお、図１Ｂ等において、接着剤は省略している。基
台としては、例えば、セラミック、ガラエポ、紙フェノール等の絶縁性の材料を用いるこ
とができる。あるいは、基台として、アルミ等の金属を用いた導電性の材料を用いること
もでき、その場合は、導電性の基台と配線との間に絶縁層を備える。また、配線基板の形
状は、例えば、四角形や円形等とすることができる。配線の材料としては、例えば、Ｃｕ
、Ａｇを用いることができる。さらに、配線の表面にはＡｕめっきや半田めっき等を用い
ることができる。また、配線は、上述のめっきに代えて、水溶性フラックスを備えていて
もよい。絶縁層は、例えば、エポキシ樹脂、シリコーン等を用いることができる。
【符号の説明】
【０１２８】
　１０００…光源モジュール
　１００…光源
　　１１０…発光面
　　１２０…半導体発光素子
　　　１２１…半導体積層体
　　　１２２…素子電極
　　１３０…透光性部材
　　１４０…接合部材
　　１５０…被覆部材
　　１６０…金属層
　２００…カバー部材
　　３００…導光部材
　　　３１０…レンズ部（３１１…第１レンズ部、３１２…第２レンズ部）
　　　　３２０…入射面
　　　　３３０…上側入射領域
　　　　　３３１…第１上側入射領域
　　　　　３３２…第２上側入射領域
　　　　　３３３…第３上側入射領域
　　　　３４０…下側入射領域
　　　　　３４１…第１下側入射領域
　　　　　　３４１Ｕ…第１下側入射領域の上端
　　　　　　３４１Ｄ…第１下側入射領域の下端
　　　　　３４２…第２下側入射領域
　　　　　　３４２Ｕ…第２下側入射領域の上端
　　　　　　３４２Ｄ…第２下側入射領域の下端
　　　　　３４３…第３下側入射領域
　　　　　　３４３Ｕ…第３下側入射領域の上端
　　　　　　３４３Ｄ…第３下側入射領域の下端
　　　　　Ｌｄ…境界線
　　　　　Ｌ１…第１中心線
　　　　　Ｌ２…第２中心線
　　　　　Ｌ３…第３中心線
　　　　　θ１１…第１上側入射領域の中心角
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　　　　　θ１２…第２上側入射領域の中心角
　　　　　θ１３…第３上側入射領域の中心角
　　　　　θ２１…第１上側入射領域の傾斜角
　　　　　θ２２…第２上側入射領域の傾斜角
　　　　　θ２３…第３上側入射領域の傾斜角
　　　　　θ３１…第１下側入射領域の傾斜角
　　　　　θ３２…第２下側入射領域の傾斜角
　　　　　θ３３…第３下側入射領域の傾斜角
　　　　３５０…第４入射領域
　　　　３６０…反射面
　　　　　３６１…第１反射領域
３６１Ｕ…第１反射領域の上端
　　　　　３６２…第２反射領域
　　　　　　３６２Ｕ…第２反射領域の上端
　　　　　３６３…第３反射領域
　　　　　　３６３Ｕ…第３反射領域の上端
　　　　　θ４１…第１反射領域の傾斜角
　　　　　θ４２…第２反射領域の傾斜角
　　　　　θ４３…第３反射領域の傾斜角
　　　　３７０…出射面
　　　　　３７１…内向面
　　　　　３８０…内側出射領域
　　　　　　３８１…第１内側出射領域
　　　　　　　３８１Ｄ…第１内側出射領域の外端
　　　　　　３８２…第２内側出射領域
　　　　　　　３８２Ｄ…第２内側出射領域の外端
　　　　　　３８３…第３内側出射領域
　　　　　　　３８３Ｄ…第３内側出射領域の外端
　　　　　３９０…外側出射領域
　　　４００…鍔部
　　　Ｃ…回転軸
　　５００…支持部材
　　　５１０…支持部
　　　５２０…脚部
　６００…配線基板
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